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Un plasma d’argon est créé par une décharge thermoionique dans une enceinte a la masse. La
densité électronique dépend du courant de décharge, dont la valeur est fixée par le courant de
chauffage du filament ou la tension de décharge. Trois méthodes de mesure de la densité
électronique sont comparées : analyse d’une caractéristique courant-tension d’une sonde de
Langmuir [1], mesure de la fréquence plasma excitée par une instabilité de faisceau due aux
¢lectrons primaires de la décharge [2] et méthode de la cavité résonante par le diagnostic EFILE.

Le diagnostic EFILE (Electric Field Induced Lyman-a Emission) est basé sur I’émission de la
raie Lyman-a par un faisceau sonde d’hydrogéne métastable (2s) induite par un champ
électrique. On mesure I’intensité émise, reliée de fagon directe au carré de I’amplitude du champ
¢lectrique statique ou oscillant, dans le vide ou dans un plasma [3, 4]. La mesure d’un champ
radiofréquence en fonction de la fréquence, sans plasma, montre la présence de pics centrés sur
les fréquences de résonance de 1’enceinte. En présence d’un plasma, la fréquence centrale de
ces pics se décale. On calcule alors la densité a partir de la formule [5] :

(AmPmee,\” 2f2Af
e = e’ fo
Af = f — f, ou Af est le décalage induit par la présence du plasma de la fréquence de résonance
fo sans plasma.
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